
 

                               

 

 
 
 
 

 
MaskCompose™は、デザインテープアウトからマスク製造、ウェハ露光に至るまで

の数々の作業ステップを自動化、効率化するツールです。フォトマスク・レチクル

のフレーム、ジョブデック、カスタマイズされたオーダーフォームやペーパーワーク

を素早く正確に生成します。このツールは、マスク製造のサイクルタイムやオペレ

ーションコストを削減し、生産性の増加、エラーの削減を可能にTime-to-Market

のニーズにお応えします。 

 

代表的な機能 

●優先順位を考慮した自動セル配置機能 

●Drag-and-Drop 配置機能 

●Fracture Preparation 機能 

●スクライブ幅の自動変更機能 

●マルチチップ・レチクル（Shuttle、MPW 向）対応 

●マルチレイヤー・レチクル対応 

●ステッパーの Mix-and-Match 対応 

●ID ラベル・バーコード・エッジシール・Die-Site ナ

ンバリング生成 

●CMP ダミー生成 

●シュリンクバージョン対応 

●最適チップ配置（マスク・ウェハーショットマップ）

自動計算機能 

●MEBES ジョブデック生成（発注マスクベンダーご

と、プロセス毎に分けて生成可能） 

●ペーパーワーク生成（Postscript によるマスク・ウ

ェハーショットマップ、テキストファイルによるオー

ダーフォーム等） 

 

Definition Module 
Definition Module は、スクライブフレーム生成・ジョ

ブデック・ペーパーワークの各仕様を定義し、フロ

ーを構築する管理者用モジュールです。 

管理者はこのモジュールで一連の定義設定を行い

ます。各配置セルは倍率、ローテーション、ミラー、

優先順位を設定し、配置場所を定義していきます。

また ID ラベル・バーコード・エッジシール（ガードリ

ング）/ Die-Site ナンバリングの生成も可能で、必 

要に応じて定義します。MaskCompose は自動セル

配置が基本ですが、Drag-and-Drop 配置機能も用

意されています。仕様に基づきスクライブ幅を設定

しますが、スクライブ幅に許容範囲がある場合、あ

らかじめ最大値、最小値、増加量を設定しておけ

ば、セルがスクライブ最小幅に物理的に配置でき

なかった際に自動的にスクライブ幅を広げて配置

します。外周スクライブにセルを配置し、スクライブ

をオーバーラップさせてステッパー露光させる場合、

MaskCompose はオーバーステップ側に 2 重露光

防止用カバーデータを自動作成してくれます。 

またマスクレイヤーごとのメインチップ領域及びスク

ライブ領域のトーン（白黒）の定義、CMP ダミーパタ

ーンの発生定義もこのモジュールで行います 

（Process Definition）。複数のステッパーを使用す

る場合（Mix-and-Match）は、各ステッパー用のスク

ライブ仕様を定義しておくことによって、それぞれ

のマスクレイアウトが可能になります。またシュリンク

バージョンの製品にも対応します。MaskCompose

は、露光機のレンズファイルを設定し、レンズの領
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域の中でできるだけ多くメインチップを配置するよう

に考えられていますが、Implementation Module で

ユーザーが取得したいチップのアレイを定義するこ

とも可能です。 
 

 
 
Ｉmplementation Module 
Definition Module で定義したフローを用いて実際

にフレームデータを生成する作業者用モジュール

です。時に複雑なスクライブフレーム作成仕様も、

Definition Module で 一 旦 定 義 し て し ま う と

Implementation Module を実行すれば簡単にフレ

ームデータが生成されます。ファウンドリ・メーカー

でよく行われるマルチチップ・レチクル（Shuttle、

MPW とも呼ばれる：マスクコストを削減するために

多製品を 1 つのマスクに配置する）は、Automated 

Cluster Builder というサブモジュールで複数のチッ

プをひとかたまりにまとめ（クラスター化し）、フレー

ムを作成します。また、マルチレイヤー・レチクル

（マスクコストを削減するするために 1 製品の複数

のレイヤーを一つのマスクに配置する）機能も兼ね

備えています。ウェハからのチップの取得数やウェ

ハへの露光ショット数は、製造現場担当者にとって

重要な検討事項です。MaskCompose はマスクとウ

ェハのレンズファイルでどちらのチップ数を優先さ

せるかを設定すると、それを考慮し自動計算してマ

ス ク ・ ウ ェ ハ レ イ ア ウ ト を 行 い ま す 。

ImplementationModule は配置してもしなくても良い

セルがあった際、Optional というカテゴリーに分類

することによってそれをコントロールできます。 
 

 
 
Paperwork Module 
マスクの発注先や製造現場用に、チップのレイアウ

ト情報、セル配置座標情報、特定のセルパターン

座標を個別に作成すると大変な時間と労力を費や

します。MaskCompose の Paperwork Module は、

Definition Module での一連の定義をしておくと、所

望の配置情報を簡単に取得することができます。 

Postscript でのマスク・スクライブ・ウェハのマップや、

配置座標、配置チップサイズ、セル内の所望の座

標（Hot Spot）、入力 GDSII セル名、Top Structure

名など、多くの情報を取得することができます。 



 

                               

 

 
Fracture Prep / Jobdeck Module 
フレームデータが作成された後は、マスク発注先

やユーザーで EB 描画機用のフォーマットにデータ

を 変 換 す る 作 業 が 必 要 に な り ま す 。 Fracture 

Preparation Module は EB 描画機用のフォーマット

に変換するルールファイルを作成します。Jobdeck 

Module は、MEBES 用 Jobdeck を自動作成します。

これは、発注先、ステッパー露光機毎など、複数の

Jobdeck が必要な場合にも対応します。 
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